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ZP_31_2024
Zalacznik nr 2 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia

A. Nazwa Urzadzenia.

Urzadzenie do mycia rur po procesach wysokotemperaturowych

B. Gléwne zastosowania Urzadzenia.

Urzadzenie do mycia rur po procesach wysokotemperaturowych uzywane jest do czyszczenia rur kwarcowych i SiC
po procesach utleniania wysokotemperaturowego oraz procesach osadzania krzemu polikrystalicznego oraz azotku
krzemu metodg LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition).

C. Przedmiot zaméwienia wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia dodatkowego, w jakie powinno by¢
wyposazone Urzadzenie. Cze$ci skladowe Urzadzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich wyodrebnienie). Spis
czeSci i materialow eksploatacyjnych , z ktorymi ma by¢ dostarczone Urzadzenie.

1. Modut procesowy:
a. Wykonany z materiatéw odpornych na wykorzystywane odczynniki chemiczne (HF, HNOs oraz ich
mieszaniny);
b. Nozki regulowane w pionie umozliwiajgce postawienie urzadzenia w poziomie;
Wysokos¢ jednostki procesowej nie wyzsza niz 2700mm,;
d. Posiadajacy drzwiczki serwisowe umozliwiajace tatwy dostep do wszystkich elementow urzadzenia w
tym instalacji procesowych;
e. Wyposazony w ptyte dolng zaprojektowang jako bezpieczna misa ociekowa zawierajaca czujnik
wycieku;
Wyposazony w pompy prézniowe do czyszczenia odplywow;
System obrotu rur kwarcowych podczas procesu mycia;
Mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia do wyciagu;
Wszystkie elementy niezbedne do obshugi systemu umieszczone z przodu urzadzenia;
Wyposazony w myjke rur do rur procesowych 0 dtugosci do 2000 mm i §rednicy 300 mm oraz
przestrzen dedykowang do mniejszych elementéw takich jak zlewki, t6dki procesowe.
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2. Myjka do czyszczenia rur procesowych:
a. Myjka wykonana z PVDF lub z materiatéw odpornych na wykorzystywane odczynniki chemiczne (HF,
HNO; oraz ich mieszaniny);
b. Wymiary wewnetrzne umozliwiajgce mycie rury: srednica do 300 mm, dtugos¢ do 2000 mm;

€. Mozliwosc¢ kontrolowania przeptywu odczynnikow chemicznych w czasie procesu mycia rury;

d. Mozliwos¢ automatycznego dozowania odczynnikéw chemicznych w kontrolowany sposob ze
zbiornika 1 (HF) lub zbiornika 2 (HNOs);

e. System umozliwiajacy suszenie rur za pomocg goracego azotu pompowanego do myjki;

f.  Recyrkulacja odczynnikdw chemicznych za pomoca pneumatycznej pompy membranowej;

g. Pokrywa chronigca uzytkownika z przezroczystego materiatu odpornego na HF i HNOg3;

h. Myjka wyposazona w pistolet do wody dejonizowanej;

1.

Myjka wyposazona w pistolet do azotu,

3. Myjka do czyszczenia mniejszych elementow:

a. Myjka wykonana z PVDF lub z materiatdéw odpornych na wykorzystywane odczynniki chemiczne (HF,
HNO; oraz ich mieszaniny);

b. Wymiary wewnetrzne umozliwiajace mycie zlewek procesowych o ré6znych pojemnosciach w tym 0
pojemnosci 10 I;

€. Mozliwosc¢ kontrolowania przeptywu odczynnikow chemicznych w czasie procesu mycia mniejszych
elementow;

d. Dysze natryskowe po obu stronach zbiornika;

e. Mozliwo$¢ automatycznego dozowania odczynnikow chemicznych w kontrolowany sposéb ze
zbiornika 1 (HF) lub zbiornika 2 (HNOs3);

f.  System umozliwiajacy suszenie rur za pomocg gorgcego azotu pompowanego do myjki;

g. Recyrkulacja odczynnikow chemicznych za pomocg pneumatycznej pompy membranowej;

h. Pokrywa chronigca uzytkownika z przezroczystego materiatu odpornego na HF i HNOg;

i.  Mozliwo$¢ ptukania komory woda dejonizowana;
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j. Myjka wyposazona w pistolet do wody dejonizowanej;
k. Myjka wyposazona w pistolet do azotu;

4.  Zbiornik buforowy 1 (HF) do urzadzenia:
a. Zbiornik wykonany z PVDF lub z materiatéw odpornych na wykorzystywane odczynniki chemiczne
(HF, HNOg3 oraz ich mieszaniny);
Modut przewidziany do instalacji pictro nizej, 0k 4 m ponizej urzadzenia myjacego w strefie szarej;
Objeto$¢ min. 100 I;
Dostarczanie HF poprzez zawér pneumatyczny;
Doptyw wody dejonizowanej do czyszczenia zbiornika poprzez zawor pneumatyczny;
Kontrola poziomu cieczy;
Odprowadzenia resztek HF za pomoca zaworu pneumatycznego;
Doptyw chemikaliow do modutu czyszczacego rury oraz modutu czyszczacego mniejsze elementy;
System bezpieczenstwa w przypadku przelania;
Wyposazony w pistolet do wody dejonizowanej;
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5. Zbiornik buforowy 2 (HNO3) do urzadzenia:
a. Zbiornik wykonany z PVDF lub z materiatéw odpornych na wykorzystywane odczynniki chemiczne
(HF, HNOg3 oraz ich mieszaniny);
Modut przewidziany do instalacji pigtro nizej, 0k 4 m ponizej urzadzenia myjacego w strefie szarej;
Objetos¢ min. 100 I;
Dostarczanie HNO3 poprzez zawor pneumatyczny;
Doptyw wody DI do czyszczenia zbiornika poprzez zawor pneumatyczny;
Kontrola poziomu cieczy;
Odprowadzenia resztek HNOj3 za pomocg zaworu pneumatycznego;
Doptyw chemikaliéw do modutu czyszczacego rury oraz modutu czyszczacego mniejsze elementy;
System bezpieczenstwa w przypadku przelania;
Wyposazony w pistolet do wody dejonizowanej;
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6. Modut dostarczajacy HF i HNOs do zbiornika buforowego

Obudowa wykonana z materiatu odpornego na kontakt z HF lub HNOg;

Modut przewidziany do instalacji pigtro nizej, 0k 4 m ponizej urzadzenia myjacego w strefie szarej;
Drzwi umozliwiajace dostep do wngtrza;

Czujniki otwarcia drzwi;

Wyciag z czujnikiem ci$nienia;

Misa ociekowa z czujnikiem wycieku;

Wszystkie zawory i rury do podawania $§rodkéw chemicznych wykonane z materiatow
chemoodpornych, odpornych na HF;

Mozliwos¢ podiaczenia wszystkich niezbednych modutéw do zasilenia w HF;

Czujnik poziomu napetnienia w zbiorniku, z ktérego pobierany jest HF;

Wyposazony w niezbgdne zawory pneumatyczne do pomp tloczacych i automatyczne zawory
membranowe;

Wyposazony w pistolet do wody dejonizowanej;

Jeden centralny sterownik PLC montowany w szafie;
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7. Modut dostarczajacy HNOs do zbiornika buforowego

Obudowa wykonana z materiatu odpornego na kontakt z HF lub HNOg;

Modut przewidziany do instalacji pictro nizej, 0k 4 m ponizej urzadzenia myjacego w strefie szarej;
Drzwi umozliwiajgce dostep do wnetrza;

Czujniki otwarcia drzwi;

Wyciag z czujnikiem ci$nienia;

Misa ociekowa z czujnikiem wycieku;

Wszystkie zawory i rury do podawania $srodkéw chemicznych wykonane z materiatow
chemoodpornych, odpornych na HNO3;

Mozliwos¢ podiaczenia wszystkich niezbgdnych modulow do zasilenia w HNOs;

Czujnik poziomu napetnienia w zbiorniku, z ktorego pobierany jest HNO3

Wyposazony w niezbedne zawory pneumatyczne do pomp tloczacych i automatyczne zawory
membranowe;

K.  Wyposazony w pistolet do wody dejonizowanej;

I.  Jeden centralny sterownik PLC montowany w szafie;
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8. Modut do zlewania i przechowywania zuzytej chemii

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a. Obudowa wykonana z materiatu odpornego na kontakt z HF lub HNOs;

b. Drzwi umozliwiajace dostep do wnetrza;

€. Mozliwo$¢ podiaczenia dwoch beczek o pojemnosci co najmniej 200 1 kazda (jedna dla HF, druga dla
HNO:3);

Czujniki otwarcia drzwi;

Rolki umozliwiajace tatwy zatadunek i roztadunek beczek;

Zbiornik bezpieczenstwa o objetosci minimum 110% objgtosci pojedynczej beczki;
Wyciag z czujnikiem ci$nienia;

Misa ociekowa z czujnikiem wycieku;

Mozliwos¢ podiaczenia co najmniej 4 automatycznych rur odplywowych;
Wyposazony w pistolet do wody dejonizowanej;

Jeden centralny sterownik PLC montowany w szafie;
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Sterowanie komputerowe z oprogramowaniem
Sterowanie przez system PLC lub/oraz komputer PC;
System PLC steruje urzadzeniem w czasie rzeczywistym;
System sterujacy umozliwia tatwa obstuge operatorowi urzadzenia;
Sterowanie musi zapewnia¢ kontrole nad wszystkimi czgsciami dostarczonego urzadzenia;
Dostarczone oprogramowanie musi umozliwia¢ co najmniej:
i. Tworzenie przepisOw na procesy;
ii. Wyswietla¢ parametry procesow;
iii. Zapisywac¢ dane podczas procesow;
iv. Recznie sterowa¢ parametrami urzadzania;
V. Pozwala¢ na plynna, ergonomiczng prace na Urzadzeniu;
vi. Umozliwia¢ tworzenie dowolnej ilosci przepisdéw na procesy;
vii. Posiadac tryb serwisowy umozliwiajacy rgczne sterowanie urzadzeniem z pominigciem
niektorych systemdw bezpieczenstwa,
Systemy bezpieczenstwa
a. System do mycia rur dostarczony ze wszystkimi systemami bezpieczenstwa zapewniajacymi
informacje¢ operatorowi 0 alarmach;
b. System awaryjnego wylaczenia urzadzenia;
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Komplet cze$ci eksploatacyjnych obejmujacy co najmniej:
a. 8 dodatkowych zbiornikow na zuzyta chemi¢ kompatybilnych z modutem do zlewania i
przechowywania zuzytej chemii;
b. Wobzek do przewozenia pojemnikow ze zuzyta chemia, pozwalajacy na podnoszenie, zatadunek i
roztadunek pojemnika do modut do zlewania i przechowywania zuzytej chemii,

Stot perforowany ze stali nierdzewnej o wymiarach 1500 x 760mm i wysoko$ci 900 mm do laboratorium clean-
room (ISO 5) — 1 szt.

Krzesto obrotowe do laboratorium clean-room (ISO 5) — 2 szt.

Dostawa cze$ci do podiaczenia urzadzenia w tym rur do podlaczenia wszystkich czgéci urzadzenia. Zaktadajac,
ze moduty do przygotowania roztworoéw procesowych oraz modut do zbierania chemii po procesie bedg
zainstalowane 10 metréw od komory procesowe;j.

Komplet dokumentacji do Urzadzenia w jezyku polskim i/lub angielskim, w tym instrukcja obstugi, pelne
schematy elektryczne urzadzenia oraz instrukcja obshugi oprogramowania dostarczonego wraz z Urzadzeniem.
Transport, wniesienie oraz ustawienie w odpowiednim miejscu jest po stronie wykonawcy.

D. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zaréwno samego Urzadzenia, jak i elementéw wyposazenie
dodatkowego), jakie powinno spelnia¢ zamawiane Urzadzenie.

1
2.
3.
4

Mozliwo$¢ mycia rur o wymiarach: §rednica do 300 mm, dtugos¢ do 2000 mm;

Mozliwos$¢ mycia matych elementow (16dek procesowych oraz zlewek);

Mozliwos$¢ automatycznego wykonywania roztwordw procesowych;

Urzadzenie wykonane z materiatow chemoodpornych w szczegdlnosci odporne na HF oraz HNO3
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E. Nietypowe parametry Urzadzenia i/lub jego wyposazenia istotne ze wzgledu na sposéb uzytkowania, czy
instalacje. Wymagania co do wymiarow i wagi Urzadzenia.

1. Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z klasa czystosci pomieszczenia 1SO 5.

2. Wymiary poszczegblnych elementéw Urzadzenia muszg umozliwiaé ich transport wewnatrz budynku do miejsca
instalacji Urzadzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szerokos¢ 150 cm i wysoko$¢ 250 cm.

3. Wymiary Urzadzenia w stanie gotowym do pracy muszg uwzglednia¢ wysoko$¢ przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym i podniesiong podtoga laboratorium, ktora wynosi 270 cm.

4. Wymiary zmontowanego Urzadzenia wraz z jego strefg serwisowg muszg miesci¢ si¢ wewnatrz wyznaczonych
linii ograniczajacych powierzchni¢ posadowienia Urzadzenia zaznaczonych na planie rozmieszczenia urzadzen
(miejsce posadowienia Urzadzenia opisane w rozdziale H).

5. Maksymalna waga Urzadzenia musi uwzglednia¢ przyjete maksymalne obcigzenie uzytkowe podlogi wynoszace 5
kN/m2.

6. Sposdb montazu elementow wyposazenia Urzadzenia (np. modut do przygotowania roztworéw procesowych) musi
by¢ przeprowadzony w sposdb minimalizujacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

7. Wykonawca musi dysponowaé laboratorium wdrozeniowym, w ktéorym testuje i opracowuje nowe technologie,
ktorego wyniki sg dostepne dla klientéw kupujacych urzadzenia, ktorych te technologie dotycza.

8. Laboratorium wdrozeniowe Wykonawcy Urzgdzenia musi takze oferowaé wsparcie technologiczne, a w
przypadkach opracowywania przez Zamawiajagcego nowych technologii pelni¢ role partnera na podstawie
sformutowanej na t¢ okoliczno$¢ umowy o wspotpracy.

F. Parametry techniczne instalacji i mediow technicznych dostepne w miejscu instalacji Urzadzenia.

W pomieszczeniu instalacji B3.21c przewidziano nastepujace media:

- centralny N2 — azot gazowy

- O2 - tlen — centralny ze zbiornika zewnetrznego

- Ar - argon - centralna dystrybucja, ci$nienie 5 bar

- centralne, sprezone powietrze

- woda dejonizowana (przewodno$é < 0,06 pus*cm™)

- centralna proznia (nie dla celow realizacji proceséw technologicznych, ale np. dla manipulatoréw/chwytakow
podcisnieniowych)

- centralna woda chlodzaca o przeptywie do 20 I/min. W przypadku wymaganego wyzszego przeptywu konieczne jest
uwzglednienie w ofercie dodatkowego systemu chtodzacego (chiller lub inny uktad chlodzacy), kompatybilnego z
instalacja techniczng laboratorium

G. Kryteria odbioru Urzadzenia. Minimalne wymagania na uzyskane rezultaty w testach Urzadzenia u
Producenta i po zainstalowaniu, wraz ze zdefiniowaniem metod pomiarowych, materialéw uzytych do
pomiarow oraz parametrow urzgdzen pomiarowych uzytych do testow.

Odbiér Urzadzen jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wykonaniu testow u Producenta z wylaczeniem testow
bedacych procesami technologicznymi. Etap drugi polega na wykonaniu testdow po zainstalowaniu Urzadzen w
miejscach wskazanych w rozdziale H.

anych w rozdziale H.

Etap pierwszy — testy fabryczne

W ramach testu akceptacyjnego, przed wysytka urzadzenia z miejsca produkcji, zostanie przeprowadzone
sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich uktadow i elementow Urzadzenia poprzez przeprowadzenie testow
sprawdzajacych wedlug norm producenta oraz nastepujace testy:

Etap drugi -testy koncowe po instalacji u zamawiajacego

Kontrola systemoéw urzadzenia i potwierdzenie wymaganych funkcjonalnosci:
- sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;

- zatadunek rury o wyspecyfikowanych rozmiarach;

- dziatanie systemow bezpieczenstwa,

- procedury serwisowe (np. wymian uszczelek i inne).

W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich uktadow i
elementow Urzadzen poprzez przeprowadzenie testow sprawdzajacych wedhug norm producenta oraz nastgpujace
testy:

Wykonanie czyszczenia rur kwarcowych po procesach termicznego utleniania tlenku krzemu (SiO2), azotku
krzemu (SiN) oraz polikrzemu (poly-Si).

KRAJOWY . Sfinansowane przez
Rzeczpospolita . .

PLAN Polska Unie Europejska

ODBUDOWY - NextGenerationEU




H. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia Urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatow i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, budynek
technologiczny, pietro 3,

---------------------------
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I. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:
1) obstugi Urzadzenia,
2) konserwacji technicznej Urzadzenia,
3) szkolenie aplikacyjne,
4) przeprowadzania procesOw czyszczenia rur po procesach utleniania Si, osadzania SiN oraz poly-Si
5) obshugi programu sterujgcego, warunkow bezpieczenstwa, biezacych prac serwisowych.
Szkolenie to musi by¢ przeprowadzone przez osob¢ z doswiadczeniem w zakresie procesOw wymienionych powyze;j.
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J. Prawo opcji

1. Dostarczenie rur do utleniania suchego oraz rury do procesow LPCVD kompatybilnych z urzadzeniem firmy
Thermco HTR system 2803 o numerze seryjnym # F1255L
2. Dostawa chemii procesowej — HF 50% czysto$ci minimum VLSI, catkowita obj¢tos¢ 100 1
3. Dostawa chemii procesowej — HNOs czysto$ci minimum VLSI, catkowita objetos¢ 100 1
4, Szafa chemiczna dwudrzwiowa ognioodporna — 2 sztuki. Parametry szafy:
a. 3 szt. polki stalej,
b. taca ociekowa na dole szafy,
c. drzwi 2-skrzydtowe,
d. pojemno$¢ tacy minumum 33 I,
e. ognioodpornos¢ 90 min.
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